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第 3 章では. Fe -Al -Si 膜を電子ビーム蒸着を用いて成膜する場合，膜厚方向に多少組成が変化するが，全体
の平均組成をセンダスト標準組成の近くに設定すれば，軟磁気特性が出現することを示すとともに，成膜された Fe­
Al-Si 膜の最適熱処理条件を明らかにしている o
第 4 章では，結晶磁気異方性が小さい材料として電子ビーム蒸着法による (110) 面. (1 11) 面配向した Fe -Alｭ




し，解析結果を Fe -Al - Si 膜を用いた薄膜磁気ヘッドの作製実験で検証ーしている o さらに，薄膜磁気ヘッドの記
録効率の向上を高飽和磁束密度材料 Fe -Si -N膜を用いた薄膜磁気ヘッドの作製実験で実証している。
第 6 章では，磁性薄膜の透磁率の測定上の問題点を明らかにし対策を示している。特に. 8 字コイル法で磁性薄膜
の透磁率を測定する場合，反磁界係数の計算方法として積分法が有効であることを実験により明らかにしているo















(3) 磁性薄膜の評価方法である 8 字コイル法による透磁率の測定で問題点とされていた反磁界の計算方法として積分
法が有効であることを示している o これにより，多結晶磁性薄膜の軟磁気特性の解析手段を確立している o
以上のように本論文は理論解析に立脚し多結晶磁性薄膜を高透磁率化することに成功するとともに，薄膜磁気ヘッ
ドの高効率化にも成功している D この結果は新たな多結晶磁性薄膜及び薄膜磁気ヘッドの開発指針を与え，精密科学
の発展に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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